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En respuesta al oficio de la referencia, adjunto el documento contentivo de las correcciones y
aclaraciones realizadas mediante el cual se aclaran las inquietudes formuladas por su
despacho a través del Requerimiento del Articulo 45, sobre la patente de invencion
“Procedimiento para la Produccién de Peliculas de Nitruro de Oro (Aun) mediante la Técnica de
Deposicion Fisica de Vapores asistida por Plasma de Arco Pulsado”.

Abogada
o)

Anexo lo anunciado en 2 folios.

Fecha de impresién: 01-02-2012

Preparé: Yina Toro — Abogada.

Revisé: Dra. Maria Mercedes Medina Orozco, Jefe Oficina Juridica Nacional
Archivo: Repartos 273 de 2009

145 anos

Ilnnovando

Carrera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, 5° piso, Oficina 515
Telefax: (57-1) 316 5075 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 18167 Fax: 18167
Correo electronico: ofijn_nal@unal.edu.co
Bogota, D. C., Colombia, Sur América



Correcciones a la patente: “Procedimiento para la produccién de peliculas
delgadas de Nitruro de Oro (AuN) mediante la técnica de Deposicion de vapores
asistida por Plasma de arco pulsado”.

Autores: GLORIA PATRICIA ESTRADA ALZATE
ALFONSO DEVIA CUBILLOS

1. Se sugiere al solicitante hacer las aclaraciones correspondientes para
caracterizar el proceso de recubrimiento con deposicion fisica de vapores asistida
por plasma en arco pulsado para la obtencion de peliculas delgadas de
recubrimiento de nitruro de oro. :

Un sistema PAPVD por arco puisado fue utilizado para el crecimiento de las
peliculas AuN, el reactor consta de dos electrodos enfrentados (Catodo: blanco,
anodo: sustrato). El blanco es Au de 99.99% y sustrato de acero inoxidable 304 a
140 °C. Las peliculas se crecen en una atmoésfera de N, a 230 Pa, a un voltaje
aproximado de 160 V y a una distancia blanco — sustrato de 4 mm.

2. En la misma reivindicacion, debe definirse el orden adecuado de la etapa de
limpieza fisica de la pieza y el reactor en unidad con la limpieza quimica de la
pieza definiendo claramente cada una de las sustancias que participan en el
proceso de purga Y/o limpieza.

Etapas de limpieza y purga:
Limpieza

- Las muestras son sometidas a un pulido mecanico, con lijas de
granulometria de mayor a menor (200 - 1500) hasta pasta de diamante, con
el fin de llegar a una superficie tipo espejo.

- Se utilizan solventes (etanol) para eliminar impurezas en la superficie de la
muestra.

- Se termina la limpieza introduciendo la muestra en una camara de
ultrasonido.

- Las muestras se almacenan en un desecador.



Crecimiento de la pelicula

Montaje de las piezas (blanco: Au, muestra: acero inoxidable)

Sellamiento del Reactor.

Alcanzar el vacio del sistema hasta 10™* Pa.

Introducir gas de Ar hasta una presion de 100 Pa.

De nuevo realizar el vacio, realizando este procedimiento de llenado con Ar
y vacio en tres ocasiones con el fin de eliminar impurezas en el sistema de
deposicion.

Introducir el gas de trabajo, en este caso Ny hasta una presién de 230 Pa.
Establecer condiciones de crecimiento: voltaje de descarga, distancia de
electrodos, temperatura del sustrato, nimero de descargas.

Generar la descarga de los condensadores (formacién del recubrimiento).
Apagar el sistema.

Retirar la muestra.



